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前 言

    本标准修改采用ISO 2178:1982((磁性金属基体上的非磁性徐层 厚度的侧定 磁性侧量法》(英

文版)。

    本标准根据ISO 2178:1982重新起草。

    本标准在采用ISO 2178:1982时，依据搪玻璃设备的特点和磁性测厚仪目前的技术水平进行了修

改。有关技术性差异已编人正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录A

中给出了技术性差异及其原因一览表，以供参考。

    为便于使用，对于ISO 2178:1982本标准还做了下列编辑性修改:

    a) “本国际标准”一词改为“本标准，’;

    b) 删除ISO 2178:1982的前言;

    c) 将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。

    本标准代替GB/T 7991-1987((搪玻璃层的厚度测量 电磁法》。

    本标准与GB/T 7991-1987相比主要有以下不同:

    — 删除了GB/T 7991-1987的第1章“定义，，;

    — 依据ISO 2178:1982，增加T本标准第3章中的3. 6,3. 7,3.8,3. 10,3. 12，第4章中的4. 2,

        4.3.1, 4. 3. 4，第5章中的5.3,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10.

    本标准的附录A为资料性附录。

    本标准由中国石油和化学工业协会提出。

    本标准由全国搪玻璃设备标准化技术委员会归口。

    本标准起草单位:天华化工机械及自动化研究设计院、淄博工业搪瓷厂、山东济宁超声电子仪器厂、

沈阳市东华检测仪器厂。

    本标准主要起草人:桑临春、沙庆谦、张品、杨长明、梁彩霞。

    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

    - GB/T 7991- 1987,
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搪玻璃层厚度测量 电磁法

范围

本标准适用于用电磁法测量磁性基体上的搪玻璃层厚度的方法。

2 原 理

用电磁法测量通过覆盖层与基体金属磁路磁阻的变化而得到覆盖层的厚度。

3 影响测量精度的因素

3.1 搪玻璃层厚度

    搪玻璃层厚度的变化会影响测量精度，与所选用的仪器有关。对薄的搪玻璃层这个精度是一个常

数值，与厚度无关;对于厚的搪玻璃层，其精度随搪玻璃层厚度的增加有所降低。

3.2 基体金属的磁性

    磁性测厚仪受基体金属磁性变化的影响(低碳钢的磁性变化可以认为是轻微的)，为了避免热处理

和冷加工因素的影响，应用与被测件基体金属具有相同性质的标准样来校准仪器。最好用未搪玻璃前

的试件来校准

3. 3 基体金属厚度

    每种仪器都对被测件的基体金属有一个临界厚度的要求，超过这个厚度，测定值不会受到基体金属

厚度增加的影响。如果仪器制造厂未提供本台仪器的临界厚度值，应通过试验确定

3.4 边缘效应

    被测件表面形状的突变会影响磁性测厚仪的准确性。因此，太靠近被测件边缘或拐角处的测试数

据是不可靠的，除非该仪器针对上述条件做了校准。这种影响可能延伸到距边角15 mm处。

3.5 曲率

    被测件的曲率半径越小，影响越显著。这与仪器的类型有相当大的关系。

    用双极测头测厚仪测量时，测头与圆桂体的轴向平行或垂直放置，读数会不同。单极测头如果测头

发生了不规则磨损，也会产生类似的现象

    因此，在弯曲试样上测量前仪器要针对这种情况进行专门校准，否则，测量数据不可靠。

3.6 表面粗糙度

    如果在被测件粗糙表面上同一参考面积内所测得的一系列数值明显地超过仪器固有的重现性，则

在某一点测量的次数至少应增加到5次

3.7 基体金属机加工方向

    用双极测头或被磨损不平整的单极测头的仪器测量时，仪器读数会受到磁性基体金属机械加工(如

轧制)方向的影响，测量值会随测头在被测件表面上放置的方向而变化。

3.8 剩磁

    基体金属中的剩磁对恒定磁场测厚仪测量的准确性有影响。如果使用交变磁场磁阻型测厚仪进行

测量，这种影响会减小很多

3.9 磁场

    周围各种电器设备所产生的强磁场，严重干扰电磁式测厚仪的测量精度

3.10 附着物质

    附着物质会影响磁性测厚仪测头与搪玻璃层表面紧密接触，所以搪玻璃面和测头必须保持干净。
                                                                                                                                                          1
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3.11 测 头压力

    施加于测头压力大小，对仪器读数有影响。

3.12 测头取向

    对磁引力原理测厚仪，测头方向与地球重力场方向相同或相反，测量读数不同。因此，仪器测头在

与地球重力场方向相同或相反的情况下测量时，应作相应校准。

4 仪器校 准

4.1 概 述

    测量前，每台仪器应按制造厂的说明书用标准片进行校准。

    使用中，每隔一段时间应对仪器进行校准。

4.2 标准样

    用已知厚度的箔片或已知覆盖层厚度的试样作为校准标准片。

4.2. 1 校准箔

    “箔”是指非磁性金属或非金属的片。

    用箔来校准磁性测厚仪时，要保证箔与基体金属紧密接触。

    “箔”有利于曲面的校准，比用有覆盖层的标准片更合适。

    为了防止测量误差，保证“箔”与基体金属之间的紧密接触，应尽可能避免使用有弹性的箔片。

    箔片易产生压痕，应时常更换。

4.2.2 有砚盖层的标准片

    在基体金属上覆盖一层均匀的、已知厚度的，并与其牢固结合的援盖层作为标准片。

4.3 校准

4.3.1 用来校准的标准片的基体金属表面粗糙度和磁性要与被测件的相似。为了确保测量的准确性，

最好将在标准样基体金属上测得的数值与被测件的未搪玻璃的基体金属上测得的数值加以比较。

4.3.2 为了有效地排除基体金属机械加工方向和剩磁对测量准确性的影响，校准双极测头的仪器时必

须将测头旋转几个900，以判断加工方向、剩磁的影响程度。

4.3.3 如果被测件的基体金属厚度没有超过仪器要求的临界厚度，用来校准的标准样的基体金属厚度

必须与被测件的基体金属的厚度相同。

    通常可用一有足够厚度的与被测件基体金属材质相同的金属，垫在用来校准的标准样和被测件的

基体金属的下面，使测量结果与基体金属的厚度无关。

4.3.4 检测有曲率的搪玻璃件时，用于校准的标准片或校准箔金属基体的曲率应与被测件曲率相同。

5 检测方法

5. 1 概述

    每台仪器应按说明书操作，在测量时，要注意第3章中所列出的影响测量准确性的各种因素。

    每次测量前，要对仪器进行校准。中断使用或使用一段时间，要对仪器进行校准，以保证测量的准

确性。

    测量时，要注意以下影响测量准确性的因素。

5.2 基体金属厚度

    检测被测件基体金属厚度是否超过了临界厚度。如果没有，应按4. 3.3所述方法校准和测量。

5.3 边缘效应
    不要在靠近被测件形状突变区域的附近，例如被测件的边缘、孔、拐角处进行测量，除非仪器针对以

上特殊情况做了专门的校准。

5.4 曲空
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    除非仪器在与被测件有相同曲率的标准样上进行了校准，否则，不要在被测件曲面上进行测量。

5.5 测量次数

    在每一测量区域内应做多次测量，对于搪玻璃层厚度局部差异较大或者基体金属表面粗糙时更应

如此 。

5.6 机械加工方向

    如果基体金属机械加工方向对仪器读数有显著影响时，双极测头方向应与校准时相同;或者在同一

点测量四次，每次将测头旋转900,

5.7 剩磁

    如果被测件基体金属中存在剩磁，用双极测头磁性测厚仪测量时，在某一测量点，测头必须旋转几

个90。进行多次测量.

    为了测量结果准确，可对被测件消磁。

5.8 表面清洁度

    测量前，应把搪玻璃层表面上的一切杂质，如粉尘、油脂和腐蚀产物清理干净。测量时，要避免在有

难以除掉的杂质(如氧化层)处测量。

5.9 操作技术

    所测结果的重复性有时取决于检测员的操作习惯。例如，施加于测头的压力会因人而异，由同一个

人进行校准和测量能使这种影响减小到最少。在测量时最好用有恒压装置的测头。

5.10 测头位置

    测头要与测量表面垂直。

6 精 度要求

    测量精度取决于仪器的性能、操作和校准情况。此方法能使所测得的搪玻璃层厚度值与真实厚度

值的误差在士10%或1. 5 tim以内，两个误差取其较大值。

7 试 验报告

    试验报告应包括以下内容:

    送样单位、样品名称及编号、搪玻璃釉的牌号和批号、样品数量、取样方式、试验标准、测量结果(包

括测量部位和每个部位的测量点数、最大值、最小值、平均值)、试验单位、试验人、审核人和报告日期。
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                  附 录 A

                (资料性附录)

本标准与 ISO 2178:1982的技术性差异及其原因

表A.1给出了本标准与ISO 2178:1982的技术性差异及其原因一览表。

                  表 A. 1 本标准与 ISO 2178:1982技术差异及其原因

本标准的章条编号 技术性差异 原 因

1

  ISO 2178:1982第 1章“本标准规定T一

种用磁性仪器测量 二”修改为 GB/T 7991

“本标准适用于用电磁法测量一”。

  ISO 21781982规定的磁性仪器有电磁和

永久磁铁两种磁性测厚仪，按照磁性测厚仪

目前的技术水平，电磁性测厚仪比永久磁铁

测厚仪的影响因素小、测量准确度高。因

此，本标准只规定电磁性 测厚的方 法。对 采

用永久磁铁测厚的方法本标准不做规定，并

删除原标准正文中适用永久磁铁测厚的有

关规定。

  删除 ISO 2178:1982的第 2章“参考文

献”，第4章第H 条和第6章第 9条。

因为不适用于搪玻璃设备

2

  将ISO 2178:1982的第3章修改为本标准

的第2章，其内容“磁性测厚仪是测量永久

磁铁(测头)和基体金属之间由于存在覆盖

层而引起的磁引力变化;或者是测量通过覆

盖层与基体金属磁路磁阻的变化 ”修改为

“用电磁法测量通过覆盖层与基体金属磁路

磁阻的变化而得到覆盖层的厚度。”

  因为，电磁性测厚仪的测量原理是测量通

过覆盖层与基体金属磁路磁阻的变化而得

到覆盖层的厚度。永久磁性测厚仪是测量

永久磁铁(测头)和基休金属之间由于存在

覆盖层而引起的磁引力变化而得到覆盖层

的厚度。由于第1章的原因，本标准对用水

久磁铁测厚的方法不作规定

5.10
  删除“测量头要与测量表面垂直。”后面的

全部内容。

电磁性测厚仪器不存在这种影响因素

7 增加了“检验报告”。 符合我国标准的编写习惯。


